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香港中文大学（深圳） 

单一来源采购方式申请及专家论证意见 

申请单位：生命与健康科学学院 

一、基本情况 

采购产品名称 紫外接近接触式光刻机 采购产品预算金额 28万 

项目使用方向 科研   教学   □行政管理   □后勤保障 

二、申请理由（以下为符合可采用单一来源方式采购的政策依据，请在□内打√） 

1.经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目，或其他具有复杂性、专门性、特殊性

的项目，且只有唯一供应商的； 

□2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； 

□3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添

购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十； 

三、供货商基本情况 

供货商名称 中国科学院光电技术研究所 联系人 龚健文 

供应商地址 四川成都双流西航港光电大道 1号 联系电话 13541355104 

四、原因阐述及相关说明： 

（针对申请理由进行详细阐述，如第三种申请理由应详细说明原有采购项目的相关内

容并附件提供原有项目的合同等支撑性材料作为判断依据） 

1.项目概述(内容、数量、用途、简要技术需求等) 

用途： 

本设备是一台接近接触式光刻机，在材料、电子器件制作等研究领域是必须设备，

主要用于制造小规模集成电路、半导体器件、红外器件、声表器件、微机电系统（MEMS）、

微流控等，具有操作方便、性能稳定可靠等特点，该设备还可以为材料、物理、化学、

电子、能源等相关学科提供实验支撑。设备的购置将有利于从事上述方面研究的教师、

学生顺利开展研究工作。同时该设备是一款开放式的先进仪器，可方便的升级各类附

件，适用范围广，有利于满足以后大学其它科研单位/项目的新增需求，在学科建设、

人才培养、高水平文章发表等方面更好的为学校做出贡献。 

指标需求: 

1.1曝光面积：4英寸； 

1.2曝光波长：365nm； 

1.3分辨力：1μm； 

1.4对准精度：±0.8μm； 

1.5掩模样片整体运动范围：X：优于 15mm;Y:优于 15mm； 



 

1.6掩模尺寸：2.5英寸、3英寸、4英寸、5英寸等； 

1.7 样片尺寸：直径 10mm--100mm 或者 15mmÍ15mm-100mmÍ100mm(标准配置,其他尺

寸可定做），可适应厚度为 0.1mm--5mm(最大可扩展为 15mm)； 

1.8曝光方式：定时（倒计时方式）； 

1.9照明不均匀性：3%（直径 100mm范围）； 

1.10双目双视场对准显微镜或者光管物镜+CCD+显示器：既可通过目镜目视对准，

也可通过 CCD+显示器对准，光学合像，光学最大倍数 400倍，光学+电子放大 800

倍，物镜三对：4倍、10倍、20倍，目镜三对：10倍、16倍、20倍； 

1.11调平接触压力通过传感器保证重复； 

1.12数字设定对准间隙和曝光间隙； 

1.13具备压印模块接口，也具备接近模块接口； 

1.14掩模相对于样片运动行程 X:优于±5mm;Y：优于±5mm; q:优于±6º； 

1.15最大焦厚：400μm（SU8胶）； 

1.16光源平行性：3º； 

1.17曝光能量密度：>35mW/cm²，照明面温度＜35º； 

1.18汞灯功率：350W（直流汞灯）。 

2.单一来源采购原因（唯一性、专门性、必要性） 

紫外光刻机，属于半导体产业核心设备之一，长期以来主要由国外厂家提供，但

是价格昂贵。比如德国 SUSS和美国 EVG以及 ABM公司提供的紫外曝光机价格均在 100

万元以上。中科院光电所作为中国科学院在西南地区规模最大的研究所，拥有多项独

立技术产权和发明专利，所生产的光刻机能够实现高精度的加工，且价格相对较低，

耐用性很高和使用寿命较长。其他一些光刻机厂家，规模较小、起步较晚，设备的功

能性及兼容适应性不是太好，特别是针对于高校科研院所来说，样品尺寸、掩模规格

以及实验的类型经常反复变化，这就需要设备具有良好的适应性和兼容性，目前国内

仅有中科院光电所生产的光刻机能做到这一点。 

由于它起步较早，达到了目前行业内的领头水准，目前市面上的光刻机型号在精

准性，耐用性，价格和使用寿命、价格上存在较大的差距。国内其他比较小的厂家对

于以上的设备功能做得不是特别完善，同时基于中光电所所生产的光刻机以质量稳定

可靠和售后服务极具保障而在国内积累了较好的名声和口碑，其他同等院校的用户反

响很好。并且，光电所的光刻机还有出口新加坡、美国等国家的先例，光刻机产品获

得了欧盟的 CE 认证，在国内国产品牌中市场占有率最高。光电所具有几十年的光刻

机研发和生产经验，售后服务有保障。此外，考虑到作为教学仪器的实际需求，单面

光刻机已经能够满足，不必再去采购价格更为高昂的双面光刻机，造成经费的浪费。

该设备主要用于制造小规模集成电路、半导体器件、红外器件、声表器件、微机电系

统（MEMS）、以及用于大面积制备微纳米尺度的微流控、表面微结构模板结构等，是

微纳米加工工艺的基础，设备的购置有助于完善微纳米加工工艺，对本学科领域的微

纳米结构制备具有不可替代的作用。此外，该设备技术成熟，具有操作方便、性能稳

定可靠等特点，可以为生物医学工程等相关学科提供实验支撑。 

综合考虑，中国科学院光电技术研究所研发的紫外单面光刻机技术成熟，功能参

数指标均满足我方使用需求，科研院所及高校基本都采购的是该厂家的光刻机设备，



 

价格相对合理，而且可根据用户需求定制。光源质量好，曝光波长纯净。在照明均匀

性方面，也是中科院光电所的产品优势明显。另外，与国外设备相比，在曝光面积，

套刻精度，曝光均匀度等技术参数方面都比较接近，而价格及产品服务综合质量好，

能够满足项目对曝光机性能及产品维护技术支持等方面的需求，保证教学及科研项目

的顺利实施。 

 

五、专家论证意见 

按政府采购和大学有关规定，紫外接近接触式光刻机设备采购项目于 2022 年 6

月 22日下午邀请专家召开了购置论证会。 
论证专家审阅了相关材料，通过质询和讨论，形成意见如下： 

根据项目需求人所陈述的申请理由和佐证材料，该项目单一来源理由阐述充分。

因此专家组认为该项目符合单一来源采购方式要求。 
 

 


